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今年で１５回目になる「外観検査の自動化ワークショップ」を新たに題記の名称に変更し、２００３年１

２月４、５日、パシフィコ横浜アネックスホールにて開催した。６つの一般セッションにおける２０件、ポ

スターセッションにおける１５件、合計３５件の通常講演、特別講演、パネル討論を行った。参加者は約２

６０名であった。

  

１．はじめに 

 このワークショップは過去１４年間に亘り「外観検

査の自動化ワークショップ」として「ものづくり」を

支える基盤技術である外観検査の自動化、生産技術に

関わる画像処理応用技術を中心にその技術の発信源

として機能してきた。また、これら対象分野も徐々に

拡大し、特に４年前の１９９９年には対象範囲を現在

のように大幅に拡大して募集した。その後、VIEW

（Visual Inspection Engineering Workshop）の略称

を設定したり、２００１年には会場をみなとみらい地

区に移し、国際画像機器展と同時開催にするなどの改

革を進めてきた。 

 そして今回、その実に相応しい名称として題記の名

称に変更して開催した。ViEW は、Vision Engineering 

Workshop の略である。この名称変更は、言うまでも

なく、画像処理、マシンビジョンの応用分野の着実な

拡大に対応し、マシンビジョン技術の実利用を追及す

るより多くの方々に発表と意見交換、情報収集の場を

提供したいとの願いから実施したものである。 

 

２．通常講演 

 ６つの一般セッションで２０件の講演を行った。そ

の光景を図１に示す。また、昨年に続き同ホールロビ

ーを借りてポスターセッションを開催した。このセッ

ションでの講演件数は昨年の９件から１５件に増加

した。なお、今回は一般セッションとポスターセッシ

ョンの選択に関し１００％発表者の希望に沿うこと

ができた。また、ポスターセッション開催中の８０分

は各ポスターに人だかりができ、熱心な説明、質疑が

行われた。その光景を図２に示す。なお、隣接するポ

スター間が近過ぎて聞き取りにくいという問題も指

摘されており、更に改善が必要であろう。 

 また、近年民間企業からの講演が減少傾向にあり、

その回復が大きな課題であったが、多くの方々のご理

解とご協力により全講演の４９％、一般セッションで

の講演の６５％が企業からと、回復することができた。 

参考に、図３にこれまでのワークショップにおける民

間企業からの発表件数の推移を示す。 

図１ 一般セッション会場 

図２ ポスターセッション会場 
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図３ 民間企業からの発表件数の推移 

 

３．特別講演 

 宮原誠氏（北陸先端科学技術大学院大学）に「深い

感性のテクノロジー」と題して講演頂いた。先端科学

工学と芸術分野を融合した新分野、芸術的に、また心



の深いところで感じ取るものも表現、伝達できる電子

映像文化を創造したい。またそのようなものこそが、

新たな日本の産業を創ると説かれ、多くの参加者の共

感を呼んでいた。 

 

４．パネル討論 

坂上勝彦氏（産業技術総合研究所、コーディネ

ータ）の司会の下、本谷秀堅氏（山形大学）、向井

利春氏（理化学研究所）、下村倫子氏（日産自動車）、

並木明夫氏（東京大学）、興梠正克氏（産業技術総

合研究所）、山口順一氏（香川大学）の各氏に、「ビ

ジョン＋α：併用システムの可能性」について講

演と討論を頂いた。応用分野によりビジョンの重

要性が増しているものと、逆にその他のセンサー

に置き換わるものがある中で、実例に基づいてビ

ジョンとαとの境界をいろいろな局面で探り、ビ

ジョン技術の能力を明らかにし、可能性を再認識

することが本パネル討論の目的である。各パネラ

ーには、αの何が足りなくて、ビジョンを使って

いるか、あるいは逆にビジョンでは足りないどの

特性をαが補っているかを中心に議論頂いた。さ

らにフロアも交えて、ビジョン技術を役に立たた

せるためには今後どのような技術が必要かについ

て、活発な議論が行われた。なお、恒例であるが、

この様子は映像情報インダストリアル誌に掲載さ

れる予定である。 

 

５．小田原優秀論文賞 

ポスターセッションを含む通常講演を対象とし

て、恒例の優秀論文を選出した。第９回受賞講演

は、北川克一氏（東レエンジニアリング㈱）の「白

色光干渉法による透明膜の三次元膜形状計測」に

決定した。次点として、石原満宏氏（㈱高岳製作

所）の「回転偏光機構を用いた距離動画像計測」

が紹介された。表彰式は第２日目の最後に行われ

た。 

 

６．懇親会 

会期１日目夕方に開催された。特別講演講師、

パネリストを含む約９０名の参加があった。画像

応用技術専門委員会企画である「外観検査アルゴ

リズムコンテスト」入賞者の表彰等も行われた。 

 

７．参加者 

 参加者は、２６１名であった。昨年より２８名

増、一昨年の２６６名に近い参加者数であった。 

なお、民間企業からの参加者は７１％であり、

例年の水準を維持した。また、開催日の約６０日

前から参加申込み数の推移をモニターしたが、出

だしの申込者は多かったが、その後の伸びはやや

鈍く、名称は変更されたが、申込者の母集団は未

だ拡大していないという印象を持った。 

 

８．運営 

(1) 実行委員会、プログラム委員会（委員長：坂上 

勝彦氏）を設け推進した。実行・プログラム合同

委員会１回、プログラム委員会 1 回を開催した。

プログラム委員会は、プログラムの作成だけでな

く、特別講演及びパネル討論の企画など本ワーク

ショップのコンテンツを決定した。また、会期中

に拡大実行委員会を開催した。 

(2) 今回もウェブサイトを設け（’０３年５月に開 

設）、情報発信すると共に、発表及び参加の申込み

も主に電子受付けで実施した。 

(3)経費節減についても努力した。但し、会場費の

値引きができなかったこともあり、目標節減率は

達成できなかった。詳細は事務局の集計を待つ。 

(4)会期中参加者を対象にアンケート調査を実施

した。調査項目は、(ⅰ)ＶｉＥＷ２００３を何で

知ったかと(ⅱ)満足度調査の２点とした。回収率

は１２．４％。(ⅰ)は国際画像機器展ダイレクト

メールに同封されたＶｉＥＷ開催案内（４１％）、

実行委員会・プログラム委員会委員の紹介（１

９％）、上司・先生・友人などの紹介（１６％）、

精密工学会会告（１３％）などであった。(ⅱ)に

ついての詳細はここでは省くが、総合評価は５段

階評価で４．０（ほぼ満足）とそれなりに良い評

価を頂いた。更なる質の向上が求められる。また、

多くの示唆に富むご指摘を頂いており、次回以降

への反映が望まれる。 

 

９．おわりに 

 以上報告したように、これまでの改革を継承し、

新たなワークショップ名称で開催した。アドバイ

ザリーボード、組織委員会、プログラム・実行委

員会の各位、事務局、アルバイト諸君、そして何

より、参加者の皆様に本ワークショップを支えて

いただいた。心から感謝する。 

 併せて、本ワークショップが更に質を高め、よ

り多くの仲間が集う場として発展していくことを

願ってやまない。 

 


